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１．概要（Summary） 

基板を微細加工して機能的付加価値を賦与することを

研究するため、ナノインプリントリソグラフィ用 UV 硬化樹

脂材料の検討を京都大学ナノテクノロジーハブ拠点のナ

ノインプリントシステムを利用して行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ナノインプリントシステム 

 

【実験方法】 

UV硬化樹脂はアクリル系とエポキシ系の材料を使用し

た。本支援機関で外形 50 mm 角の基板に樹脂をスピン

コートし、ナノインプリントシステムで UV ナノインプリントし

た。賦形された形状は自社で SEM 観察した。基板への

塗布膜厚は 0.5 μm、樹脂製のフィルムモールドを使用し、

そのパターン形状はピラー、直径Φ1.7 μm、高さ 1.7 μm、

ピッチ 3 μmの千鳥配置とした。成形温度は 35℃、成形

圧力 1 MPaで 60秒保持した後、そのまま 60秒のUV

照射（約 3.6 J/cm2）を行った。このときの材料配置を

Fig. 1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

アクリル系とエポキシ系の材料に賦形された形状をそ

れぞれ Fig. 2、Fig.3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクリル系の材料では樹脂の賦形不良が起こった。こ

れはモールドの空隙に閉じ込められた空気による酸素阻

害によるものと考えられる。薄い残膜厚を必要とするナノ

インプリントリソグラフィにはエポキシ系の材料が適してい

ると考えられる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig. 1 Material arrangement. 

Fig. 2 SEM image of acrylic resin. 

Fig. 3 SEM image of epoxy resin. 


